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 و گروه پژوهشي فناوري خلأ بالا مركز خدمات تخصصي فناوري خلأ

و تجهيزات سفارشي خلأ بالا در نشاني هاي لايهساخت سيستمطراحي و تجربه در زمينه سه دهه بيش از با 
 پيشرفته جانبي

 
 MSSمدل:  نشاني مگنترون اسپاترينگسيستم لايه

 
 EDSو   ETSدل:م نشاني تبخير با پرتو الكترونيسيستم لايه

 
  MSمدل:  دستگاه ذوب ريسي تحت گاز محافظ

 LTSمدل:  نشاني با ليزر پالسيسيستم لايه

 
 (MSC)كاتد مگنترون اسپاترينگ 

 
 (Ion Beam Source)چشمه پرتو يون پهن 
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  سنج كريستالي كامپيوتريضخامت

 )Electron Gun( منبع تبخير پرتو الكتروني

 
  ونه چرخاننگهدارنده نم

 منبع تبخير مقاومتي جريان بالا

 
  فيدتروي الكتريكي چهار پيني

 درجه سانتيگراد 700تابشي  گرمكن
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 هاي تخصصي يئخدمات وتوانا 
 در خلأ بالا و تجهيزات جانبي طبق سفارش كارفرماو زدايش شاني نهاي لايهطراحي و ساخت سيستم 
 تأمين كننده انواع تجهيزات خلأ 
 هاي خاص به روش نشانيم لايهانجاPVD 

 سوابق وتجربيات 
 نشاني مگنترون اسپاترينگ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهMSS؛ دانشگاه تهران( 

 تحقيق، طراحي مهندسي و ساخت كامل يك دستگاه چشمه يون جريان متناوب؛ دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 دل(نشاني با پرتو الكتروني مطراحي و ساخت سيستم لايهEDS؛ دانشگاه سلمان فارسي شيراز( 

 نشاني با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهEDS؛ دانشگاه شهيد باهنر كرمان( 
 نشاني تبخير در خلأ بالا مدل طراحي و ساخت سيستم لايه(EDS)؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 

 ل(نشاني با پرتو الكتروني مدطراحي و ساخت سيستم لايهETS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز( 

 نشاني با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهEDS؛ صندوق توسعه تكنولوژي نانو( 

 نشاني مگنترون اسپاترينگ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهMSS؛ دانشگاه شيراز پژوهشكده نانو( 

 مدل( نشاني مگنترون اسپاترينگطراحي و ساخت سيستم لايهMSS؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت( 

 نشاني مگنترون اسپاترينگ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهMSS؛ دانشگاه صنعتي شيراز( 

 نشاني مگنترون اسپاترينگ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهMSS ؛ دانشگاه صنعتي اصفهان( 

 نشاني مگنترون اسپاترينگ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهMSS ؛ پژوهشگاه مواد وانرژي( 
 نشاني با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهEDS ؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز( 

 نشاني با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهEDS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج( 

 ل(نشاني با پرتو الكتروني مدطراحي و ساخت سيستم لايهETS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد( 

 نشاني با ليزر مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهLTS؛ دانشگاه وليعصر رفسنجان( 

 نشاني تبخير با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهETSنشاني مگنترون اسپاترينگ ) و سيستم لايه
 )؛ پژوهشكده برق و الكترونيكMSSمدل(

 نشاني تبخير با پرتو الكتروني و اسپاترينگ مدل(خت سيستم لايهطراحي و ساEMS؛ سازمان انرژي اتمي بناب( 

  طراحي و ساخت سيستم ذوب ريسي در خلأ؛ پژوهشكده توسعه تكنولوژي 
 نشاني تبخير با پرتو الكتروني مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهEVSنشاني مگنترون اسپاترينگ ) و سيستم لايه

 ؛ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس)MSSمدل(

 نشاني در خلأ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهJDM دانشگاه علوم پايه دامغان)؛ 
  نشاني تبخير در خلأ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهJLM دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده ليزر)؛ 
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 نشاني در خلأ مدل(طراحي و ساخت سيستم لايهJSM(كشور  ليزر كاربردي تحقيقات دمشق،مؤسسه دانشگاه )؛
 سوريه)

  محصولات وتوليدات 
 ها:سيستم

 اسپاترينگ  كاتد و حرارتي تبخير منبع، الكتروني تفنگ، يون چشمه به مجهز زدايش و نشانيلايه كامل سيستم
 IDSو  ITSهاي مدل

 هاي مدلنشاني تبخير با پرتو الكتروني (سيستم لايهETS وEDS( 

 نشاني مگنترون اسپاترينگ (مدل سيستم لايهMSS( 

 مدل ( نشاني با ليزرسيستم لايهLTS( 

 ريسي در خلأسيستم ذوب )Melt Spinner( 

 :هازيرمجموعه
 مستقيم و جريان متناوب دو نوع جريان چشمه يون پرتو پهن در 
 در دو نوع جريان مستقيم و جريان متناوب  كاتد مگنترون اسپاترينگ)DC & RFاينچ 3و  2 تارگت ) با قطر  
  كيلووات 3منبع تبخير پرتوالكتروني مغناطيسي  
 ك شونده با آب و قابل انعطافنالي كامپيوتري خسنج كريستضخامت 
 منبع تبخير مقاومتي جريان بالا 
 برقي با امكان كنترل دور نگهدارنده نمونه 
 الكتريكي فيدتروي 
 درجه سانتيگراد 007و  300 هاي تابشيگرمكن 

  كننده تجهيزات خلأ شاملتأمين 

 هاي خلأ و ...كريستال، روغن تارگت، خلأ، بوته، هايانواع پمپ، خلأسنج، شير

 هاي آموزشي مرتبط با فناوري خلأبرگزاركننده دوره 

 نشاني خاص به روش هاي لايهانجام پروژهPVD 

 نشجوييهاي دامشاور ساخت در انجام پروژه و پايان نامه 

 
 71پلاك  -خيابان شهيد قاسمي -ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف -خيابان آزادي -نشاني: تهران

 66075613نمابر:     66075614-66075618تلفن: 

hivac@jdsharif.ac.irEmail:  

www.jdsharif.comWebsite:  
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 ) High Vacuum Evaporation Systems( نشاني تبخير با پرتو الكترونيسيستم لايه

 ) ETS-160و  EDS-160هاي: (مدل

 

 مشخصات دستگاه
  :وراخ بيست س، درب در بالا، افقي دو پنجره ديداز جنس استيل غيرمغناطيسي ضد زنگ، داراي محفظه

 ميليمتر 27فيدترو به قطر 
 : ليتر 110تقريباً  حجم 
  ميلي بار 10 -6فشارنهايي: محدوده 
 ديفيوژن يا توربومولكولار، سيستم تخليه: پمپ مكانيكي 
   :دقيقه 40زمان تخليه براي شروع عمليات 
 اتوماتيك براي حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطاي كاربرعملكرد: نيمه 
  :الكتروپنوماتيك بالابرمحفظه 
 ها: رنگ الكترواستاتيك كابينت 

 تجهيزات جانبي نصب شده روي دستگاه
 درجه پرتو 270، گردش كيلووات 3 منبع پرتو الكتروني مغناطيسي 
  كيلووات 3منبع تغذيه ،kV 6 براي منبع پرتو الكتروني 
  وات 600با توان حداكثر  اينچ 3كاتد مگنترون اسپاترينگ 
 كيلووات 1جريان مستقيم بع تغذيه من 
  با منبع تغذيه آمپر  250با حداكثر جريان منبع تبخير مقاومتيAC 
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 در صورت استفاده از پمپ ديفيوژن تله ازت مايع 
 سنج كريستالي كامپيوتريضخامت 
 گردان برقي با امكان كنترل دورنمونه 
 كن نمونه( از نوع تابشي) با كنترلر دماي گرمPID 

 اكاربرده
 فناوري نانو 
  اپتيك 
 ميكروالكترونيك 
  ابررسانايي 
 فيلترهاي نوري 
 اپتوالكترونيك 
 هاي ليزرآينه 
 كالكتريهاي ديلايه 
 هاي سختپوشش 
 هاي تزئينيپوشش 
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 )RF&DC Magnetron Sputteringمگنترون اسپاترينگ (  DC&RFنشانيسيستم لايه

 )MSS(مدل:

 
  مشخصات دستگاه

 سيزده، درب در بالا، افقي پنجره ديد سهجنس استيل غيرمغناطيسي ضد زنگ، داراي  از محفظه: استيل 
 ميليمتر 27وراخ فيدترو به قطر س
   :ليتر  60حدود حجم 
  بارميلي10 -6فشارنهايي: محدوده 
 سيستم تخليه: پمپ مكانيكي و توربو مولكولار 
 آب، باد و خطاي كاربر اتوماتيك براي حفاظت در مقابل قطع منابع برق،عملكرد: نيمه 
 بالابرمحفظه: الكتروپنوماتيك 
 ها: رنگ الكترواستاتيككابينت 

 تجهيزات جانبي نصب شده روي دستگاه
  كاتدDC  وRF  اينچ 3 يا 2مگنترون اسپاترينگ به قطر 
  جريان مستقيم منبع تغذيه(DC) 1000 براي كاتد اسپاترينگ وات 
  جريان متناوب منبع تغذيه(RF) 600 براي كاتد اسپاترينگ وات 
 سنج كريستالي كامپيوتريضخامت  
 گردان دستينمونه 
 دماي كن نمونه( از نوع تابشي) با كنترلر گرمPID 
  شاتر نمونه ياشاتر كاتد 
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  درجه 700سيستم عمليات حرارتي مربوط به زيرلايه در دماي 

 كاربردها
 فناوري نانو 
 اپتيك 
 ميكروالكترونيك 
  ابررسانايي 
  نوريفيلترهاي 
 اپتوالكترونيك 
 هاي ليزرآينه 
 كالكتريهاي ديلايه 
 هاي سختپوشش 
 هاي تزئينيپوشش 
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 )PLD(Pulsed Laser Deposition(( پالسي نشاني با ليزرسيستم لايه

 )LTS(مدل: 

 

 مشخصات دستگاه
 ت افقي و يك پنجره جه پنجره ديد از جنس استيل غيرمغناطيسي ضد زنگ، داراي دو محفظه: استيل

 ميليمتر 27وراخ فيدترو به قطر ده س، درب در بالا، ورود پرتو ليزر
  :ليتر 20حجم محفظه استيل 
 ميلي بار 10-6فشارنهايي: محدوده 
 سيستم تخليه: پمپ مكانيكي و توربومولكولار 

 جهيزات جانبي نصب شده روي دستگاهت
  با قابليت تنظيم سرعت و مكان پرتومجموعه گرداننده ماده هدف 
 وعه نگهدارنده نمونه مجم 
 دماي (از نوع تابشي) با كنترلر  كن نمونهگرمPID 
 سنج كريستالي كامپيوتريضخامت 

 اكاربرده
 اپتوالكترونيك 
 فناوري نانو 
 ابررساناهاي دماي بالا 
 هاي الماسهلايه 
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 (Protective Gas Melt Spinner) دستگاه ذوب ريسي تحت گاز محافظ

 
 

 مشخصات دستگاه
 :از جنس استيل غيرمغناطيسي ضد زنگ استيل محفظه 
  :ليتر 200حجم محفظه 
 :ميلي بار 10-5محدوده  فشار نهايي 
 هاي خلأ مكانيكي و ديفيوژنسيستم تخليه: پمپ 
  20-0°زاويه نازل كوارتز: قابل تنظيم در بازه 
  0,5-0,1فشار تزريق مذاب: قابل تنظيم در بازه bar 

 گاهتجهيزات جانبي نصب شده روي دست
  مترسانتي 7و  4كويل القايي با قطرهاي 
  منبع تغذيهRF كيلوهرتز 450فركانس  كيلووات و 15توان  با 
 متر بر ثانيه 40گردان با حداكثر سرعت ديسك 

 كاربردها

  توليد آلياژهاي آمورف و نانوكريستالي 
  :106-105انجماد سريع مواد فلزي به روش ذوب ريسي: سرعت سرد شدن مذاب C/s 
 50-20وليد نوارهاي آلياژي: با ضخامت ت µm 20-0,5  و عرض mm 
 :كاربردهاي مغناطيسي آلياژهاي آمورف 
 حسگرهاي نيرو، سرعت، ضربه 
 سيستم حفاظت الكترومغناطيسي كالا 
 ها، كليد و فنر مغناطيسيهسته ترانسفورماتورها، چوك 
 فيلتر و حفاظ مغناطيسي و اندازه گيري جريان الكتريكي 
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 (Ion Beam Source)رتو يون پهن چشمه پ

 مشخصات دستگاه
  :ولتاژ كارRF و DC 
  : آمپرميلي 120بيشينه جريان پرتو 
  :الكترون ولت 1200تا  100انرژي پرتو 
 متر سانتي 6-5ها: قطر پرتو در محل توري 
 پذيرقابليت يونيزاسيون و ايجاد پرتو از انواع گازهاي خنثي و واكنش 
  واگرا، همگرا و موازيقابليت ايجاد پرتو 

 

 



 

12 

 

 

 (Magnetron Sputtering Cathode) كاتد مگنترون اسپاترينگ

 مشخصات دستگاه
 :اينچ 3و  2اندازه تارگت 
  :ولتاژ كارRF  وDC 
  :وات 600توان 
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 )Electron Gun( منبع تبخير پرتو الكتروني

 مشخصات دستگاه
  :توانkw3 
 درجه 270 :چرخش پرتو 
 درجه سانتيگراد 4500 ا:حداكثر دم 
  :حجم خنك شونده با آب از جنس مس،بوته ، cc20  و بوته گرافيتيcc6 
  :ولتاژ كارDC  وkV 6- 
 جابجايي پرتو: دستي در جهت طول 
  ،كابينت مستقل داراي اينترلاك به سيستم خلأآمپر10منبع تغذيه: سه فاز ، 
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 سنج كريستالي كامپيوتري ضخامت

 اهمشخصات دستگ
  نگهدارنده كريستال، خنك شونده با آب قابل انعطاف از جنس استيل 
  مگاهرتز 6كريستال كوارتز 
  مگا هرتز 6نوسان ساز 
 نشانيسيستم نمايشگر نرخ لايه 
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 منبع تبخير مقاومتي جريان بالا

 مشخصات دستگاه
  :آمپر 300حداكثر جريان 
 خنك شونده با آب 
  :ميليمتر 27قطر فيدترو 
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  نگهدارنده نمونه

 مشخصات دستگاه
 گردان با قابليت كنترل دور 
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 فيدتروي الكتريكي

 مشخصات دستگاه
 4 ميليمتر 5/2به قطر  ينيپ 
 :ميليمتر 26قطر فيدترو 
  :آمپر 10حداكثر جريان 
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 هاي تابشيگرمكن

 مشخصات دستگاه
 تابشي 
  همراه با كنترلر دمايPID 
  :خنك شونده با آب درجه سانتيگراد 800و  رجه سانتيگراد بدون خنك شوندگيد 300حداكثر دما 
 

 
 درجه 300گرمكن 

 
درجه900گرمكن

 


